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１．概要（Summary） 

現在、ガラス本来の透明度を保持したまま、長期間

の使用に耐えうる超撥水性ガラスの創製が求められ

ている。本研究では、ガラス自体に加工を施して凹凸

表面とすることで、高透明度・高強度・高耐久性を有

する超撥水性ガラスの創製を目指した。そのため、

低・中速イオン照射によるナノサイズ周期・振幅をも

つリップルパターン（砂丘に見られる波紋模様）形成、

高速イオン照射によるミクロンサイズ凹凸形成、連続

イオンビーム照射によるナノ・ミクロン複合パターン

形成を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

装置名「ラザフォード後方散乱（RBS）測定装置」 

【実験方法】 

ナノパターン形成のために、デスクトップイオン注

入装置を用いて 20 keV Kr+を入射角 60°、照射量

2.5×1016 cm–2 で低速イオン照射した。また、ミクロ

ンパターン形成のために、ガラス基板前方に Ni 製フ

ァインメッシュ（hole: 10×10 µm2、bar: 6 µm）を設

置し、2 MeV He+を入射角 0°、照射量 1×1017 cm–2で

高速イオン照射した。複合パターン形成では、上述の

低速イオンと高速イオンの連続イオン照射を行った。

照射前後の試料に対して、走査プローブ顕微鏡（SPM, 

Dynamic Force Mode）を用いた表面観察、UV-Vis

透過率測定、水の接触角測定、X線光電子分光（XPS）

測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は、低・高速イオン照射ガラスの SPM像で

ある。SPM 像から、それぞれ、ナノリップルパター

ンとミクロンパターンの形成が確認できる。さらに、

Fig. 1 (b)に示す凹凸表面には、ナノリップルパターン

も観察された。低・高速イオンが連続照射されると、

リップルパターンが維持されたままナノ・ミクロン複

合パターンが形成されることが分かった。なお、複合

パターンが形成されたガラスの可視光透過率は 80 %

以上であった。 

水の接触角測定では、ナノリップルパターン表面で

の接触角（33○）は、未照射表面の接触角（49○）に比

べて低下した。これはリップル形成による粗さの付与

によって、ガラスのもつ本来の親水性が強調された結

果と考えられる。ナノ・ミクロン複合パターン表面で

は、水の接触角が 82○と増大した。 
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Fig. 1: Micrographs of SiO2 surfaces irradiated 

with 20-keV Kr+ at 60º (a), followed by irradiation 

with 2-MeV He+ at normal incidence (b).  


